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1. �x±{ 

現x1主{永久磁石¿´÷1超ÿ^¿´÷~MRI

|稼働wvい»|1従来~超ÿ^¿´÷wあ» MRI

·¹öð ECHELON Smart w�1必要z磁場²維持

y»�±{磁石²極P温{保t必要|あº1そ~

冷媒xwv多ß~液体øú¶ð²用い»2øú¶

ð�産業´科学VÞ{zいv多様z用途w使わ

¼»天然資源w1地球上{わz{zßw{存xw

zい�±1�要{対wvß給|安定{z確保|難

wい状況{あ»2一般的z超ÿ^ MRI·¹öð�1

何¹{~øùöûw磁場|消失w�場\{備え1

液体øú¶ð~気化{¸º~生y»多ß~øú

¶ð¼¹²屋外{安全{排気y»�±~排気管

²設置y»必要|あ»2そ~�±öü¶�1天井

裏zy{排気管~専用¹ペü¹~確保|必要x

zsvい»2~�1超ÿ^ MRI ·¹öð ECHELON 

Smart �1液体øú¶ð~取º扱い{注意²要y

»�±1磁性体~吸着事故|~生w�場\1専門

~µüó¹員{復旧作業²ß頼y»必要|あº1

À¶ン¿´ð|~生y»2こ¼¹~理由{¸º1

近�1液体øú¶ð²使用wzい超ÿ^ MRI·¹

öð{対y»ûüº|高~svい»2 

 

図.1 日本~øú¶ð輸入ßx輸入単価~推移

ÿ­務省貿易統計¸º作成Ā 

 

２．液体øú¶ð²一W使用wzい完全¼ý液

体øú¶ð※1²実現w�<ECHELON Smart 

ZeroHelium=誕生 

<ECHELON Smart ZeroHelium=�1液体øú¶

ð²一W使用wzい完全¼ý液体øú¶ð²実

現w� 1.5T超ÿ^ MRI·¹öðwあ»2<ECHELON 

Smart ZeroHelium=�1意図{z撮影室{持�込

~¼�磁性体{¸»吸着事故|~生w�場\{

²1専門~µüó¹員{ß頼y»こxzくöü¶

自身|復旧作業²行うこx|ÿ能xzsvzº※

21検査再開~w~À¶ン¿´ð²削減wv安定稼

働{®献w}»2~�1øú¶ð排気管~設置|

不要z�±1天井高~Pい部屋´排気管²設置w

}zい高層óû~一室zy1制約~あ»場所x~

設置性²向上w�2 

図.2 ECHELON Smart ZeroHelium 

 

3．装置~特長{tいv 

ここw�1<ECHELON Smart ZeroHelium={搭載

さ¼�特長{tいv記載y»2 

 

特長 1 液体øú¶ð使用ß¼ýx 

水�磁場超ÿ^磁石�液体øú¶ð²全く使

わz{冷却さ¼vzº1液体øú¶ð~使用ß�

0Lwあ»2従来x\xw縮機1冷凍機{¹z»冷

却系統�\様{存xwvzº1こ~冷却系統{¸

sv得¹¼»P温²1従来~冷媒xwv~液体ø

ú¶ð{換えv1極P温²効率良く伝達y»熱伝

^部材²使用w1適Wz温度V_xz»¸う{磁

石²冷却y»磁石構造²採用y»こxw1液体ø

ú¶ð²全く使わz{超ÿ^状態²形成y»2
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図.3 ECHELON Smartx ECHELON Smart ZeroHelium

~概要 

 

特長 2 Î期wzい医療ú¹¿~P減ÿ¿¸ンÁ1

À¶ン¿´ðĀ 

液体øú¶ð²全く使用wvいzい~w1¿¸

ンÁ現象{zけ»液体øú¶ð|急�{蒸~w1

øú¶ð¼¹xx気化w1爆~的zøú¶ð~放

出さ¼»こxw白い濃霧²引}起こy現象�~

生wzいÿZero ¿¸ンÁĀ2そ~�±1¿¸ンÁ

{¸»復旧{{{»À¶ン¿´ð´Ã¹ø²抑

え»こx|w}»2~�1液体øú¶ð~入手ÿ

否{影響さ¼»こxzく MRI検査²提ßy»こx

|ÿ能wあ»2停ÿw�場\1²wく�öü¶|

緊急w�zい|意図的{磁場²消失さ{�い場

\{zいv²1冷却{要y»時間²除くx1最大

w² 120V{v撮像ÿ能z状態{戻yこx|ÿ能

xzsvい»2図.4w²示y¸う{1静磁場強度

|励磁後{lwく 1.5T ~w上|svい»{1~

�1静磁場~均一性�消磁前x変化�zい{xい

うこx²確認wvzº1消磁{¹励磁²w�後{，

¬荷~{{»·üÁン¹² 10 時間以上撮像w続

け1マÀýッø自体~温度上昇|zいこx²確認

w}vい»�±1励磁w�後�磁場調整²行う必

要|zい注 1Ā2こ~様z特長²有y»<ECHELON 

Smart ZeroHelium={¸sv画像診断情報²¸º

多く~地域x提ßw1Î期{|À¶ン¿´ð²¸

º抑え»こx²目指y2 

 

図.4 消磁前x励磁後ÿ復旧後Ā~中心周波数z¸

s MR画像~比較 

 

特長 3 自由度~高い設置1ñンöúン¹性 

従来~超ÿ^ MRI·¹öð ECHELON Smartw�

øú¶ð排気管´1酸素濃度計1緊急排気設備~

設置|必要wあs�|1ZeroHelium磁石w�1ø

ú¶ð¼¹|放出さ¼zい�±1そ¼¹~設備²

¼ンøú|置{¼»部屋{設置y»必要|zい2

~�1従来~超ÿ^磁石w�意図wzい熱侵入²

抑制y»�±1励磁1消磁時~�{作業者|Áó

ü¸ンÀúüù※4 ²磁石内{挿入y»必要|あ

s�|1ZeroHelium磁石w�1Áóü¸ンÀúü

ù�磁石{内蔵さ¼vい»�±1励磁1消磁~時

{Áóü¸ンÀúüù²人|抜}差wy»必要

|無く1Áóü¸ンÀúüù²抜く�±~天井高

さ²Pくy»事|出来»2こ¼¹{¸º1設置~

制約xÃ¹ø²減¹yこx|ÿ能wあ»2 

 

図.5 自由度~高い設置性1ñンöúン¹性 

 

特長 4 高�化1高画質化ÿ½õø¶·²ĀORIGIN9Ā 

高�化´高画質化²実現y»½õø¶·²

ORIGINÿw�1²ンÀüµン÷úンÀ{¸º撮像

時間²短縮w1IP-RAPID{¸»繰º返w再構成w

þ´º´²üÁõ±¿ø²P減wvい»2さ¹{

Deep Learning 技術²活用wv開~w� Deep 

Convolution Neural NetworkÿDCNNĀ²画像再構

成技術{組�込³� Synergy DLR※3{¸º1さ¹

z»þ´º~除去²行い1¸º診´yい画像²^

}出y2IP-RAPIDx Synergy DLR²組�\わ{»

こxw1画質²維持w�~~撮像時間²短縮w�

º1撮像時間²維持w�~~高精細画像²得»こ

x|出来»2 
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図.6 IterativeProcessx Deep Learning※3²活

用w�þ´º除去技術 

 

特長 5  自動化ÿ½õø¶·²ĀORIGIN9Ā 

自動化²実現y»機能xwv1撮像~条件設定

´撮像O置決±ÿAutoPose Brain※5Ā1頭部 MRA~

¿úッôンÀ画像²自動w作成y»画像処理

ÿAutoClip 処理※6Ā1画像表示1画像保存1画像

転送~機能²~x±v�録y»こx{¸º高度

z自動化²実現w1ワン¿úッ¿{¸»頭部検査

実施²ÿ能xy»機能(AutoExam※7 )²搭載さ¼

vい»2こ¼{¸º撮像O置決±ÿAutoPoseĀ 後

~本撮像開始~w~時間²öü¶|任意{設定

ÿ能w1そ~間{O置決±~微調整´1操作者|

任意w1撮像~停kû修lû再開²ÿ能xzsv

い»2 

 

図.7 AutoExam Brain 

 

特長 6 撮像O置決±ÿAutoPose BrainĀ 

撮像O置²決±»�±{Î±専用~撮像²高

�{実施w1撮像さ¼�画像{¹特徴点抽出²行

い1頭部部O~特定~断面O置~情報²操作者{

提示y»機能wあ»2操作者{提示w�O置{天

板~自動送º´1öü¶|断面O置x角度²1設

定画面²使用wv事前{最大 5断面設定ÿ能xz

svい»2複数~設定断面~y~O置²撮像{使

用y»{�öü¶|撮像パùñü¿w設定y»

こx|w}1撮像O置²決±»�±~専用撮像終

Î後{1AX/SAG/COR断面~撮像O置²\時算出y

»2算出w�撮像O置²示yù´ン²1O置決±

用~画面{表示y»機能wあ»2図.8 aĀ 

 

特長 7 頭部 MRA ~¿úッôンÀ画像²自動w作

成y»画像処理ÿAutoClip処理Ā 

AutoExam ²実施w�x}{頭部 MRA 画像~¿

úッôンÀ画像²自動w作成y»÷¸¿û画像

処理機能wあ»2特徴ß{基uいv1入力÷ü¿

{¹抽出対象²識別w1¿úッôンÀ画像~ 95%

�手動修lzww MIP ´ VR 処理ÿ能xzsvい

»2AutoClip処理²使用wzいw手動w¿úッô

ンÀw�場\x自動¿úッôンÀ~場\²比y

»x1マ¶¹¿úッ¿~回数�最大 100％減少y

»こx|w}»ÿ0回{z»Ā2 

AutoClip処理w�1脳z¸s血管~抽出マ¹¿

算出²行う2算出w� 2t~抽出マ¹¿²統\w

抽出対象²識別w1抽出マ¹¿算出�1あ¹{x

±決±¹¼�閾値|用い¹¼vい»2こ~閾値²

用いv入力画像÷ü¿{対wv演算処理²行う

こxw1抽出対象²識別y»こx|w}»2自動

¿úッôンÀ処理後~画像{対w1表示画面上w

öü¶�確認²行い1MIP ¿¹¿²用いv1追加

w手動¿úッôンÀ処理²行うこx|ÿ能xz

svい»2ÿ図.8 bĀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) AutoPose Brain 
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      bĀAutoClip処理 

図 8. 自動機能{tいv 

 

４．新技術{tいv 

ここw�1ECHELON Synergy{搭載さ¼�新技

術{tいv記載y»2 

 

4-1．IQ Retouch 

本機能�1撮像中{TÁóンýû~画像´感度

÷ü¿1補l用~÷ü¿²保存wvz}1撮像後1

出力さ¼�画像~再構成{関連y»パùñü¿

²変更wv1再度画像²出力y»こx|w}»2 

変更w}»再構成{関連y»特長的zパùñü

¿²紹介y»2 

 

図 9. IQ Retouch~操作画面 

 

4-1-1．DLR Clear 

パùüû´ñü¸ンÀ<RAPID 計測=w得¹¼

�画像{対wv1畳�込�演算²活用w�再構成

処理²適用w1画質²維持wz|¹O相¸ンÃü

ù方向1周波数¸ンÃüù方向1¹ù´¹¸ンÃ

üù方向~µン÷úンÀ不足{¸º~生y»ø

ùンÁü·÷ン²üÁõ±¿ø²P減y»こx

w 高 画 質 化 y » 画像 処 理 機 能 w あ » 2

<SynergyDLR =²併用wv 512 ¸º²大}z再

構成マøú¿¹~高V解能撮像²ÿ能w超解像

ÿSuper-ResolutionĀx²呼�¼»2 

 

図 10. DLR Clear~適用効果 

 

4-1-2．DLR Rise 

 <RAPID 計測=w得¹¼�画像{対wv1畳�

込�演算²活用w�再構成処理²適用w1画質²

維持wz|¹þ´º²P減y»こxw高画質化

y»画像処理機能2þ´º²P減y»際{背景信

号~þ´ºV_²用いv画像²規格化y»こx

w安定w�þ´ºP減効果²得»こx|w}»2

繰º返w演算(Iterative Process)²活用w�再

構成処理ÿIP-RAPIDĀ~併用²ÿ能wあ»2 

 

図 11. DLR Rise~適用効果 

 

4-1-3．Exp.RAPID 

パùüû´ñü¸ンÀ²用い�撮像w1O相¸

ンÃüù方向~撮像視Þµ´ºパùñü¿²誤

sv設定w�場\1撮像視Þ外~信号|多Ý折º

返w²üÁõ±¿øxwv画像{残留y»2 本

機能�1指定w�再構成視Þ拡大率{応xvパù

üû´ñü¸ンÀ~再構成視Þ²拡大wv画像

再構成²´º直yこxw1再撮像{z{多Ý折º

返w²üÁõ±¿ø²除去y»こx|w}»2  

 

図 12. Exp.RAPID~適用効果 

 

4-2．Synergy Vision 
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AI 技術※3 ²活用wv開~w�被検者~体動²

検知y»被検者監視·¹öð<Synergy Vision=

²搭載w�2ボ²内~前後{設置w� 2t~»ñ

ù{¸º被検者~状態²視覚的{観察y»こx

|w}»2~�1体幹部~動}{¹呼吸~動}²

推定w1呼吸動波形û回数²表示y»2更{1被

検者|¼ンøú―{¹抜け出wvく»¸うz大

}z動}´咳zy~_さz動}²検出w通知音

x画面表示w通知y»こxw1操作者{気u}²

促w1体動{¸»²üÁõ±¿ø~出現²Î測y

»一助xzºう»2 

(a) õýンø»ñù映像ÿbĀú²»ñù映像 

ÿcĀ呼吸動波形x呼吸数ÿdĀ体動情報 

図 13. Synergy Vision~画面x大}z体動²感

知w�時~通知画面 

 

4-3． StillShot 

IterativeRAPID {¸»繰º返w演算²活用w

�再構成処理w StillShot Mask {¸º除外さ¼

�部V|補間さ¼1{}1くw³�1不随意運動1

息k±不良xいs�動い�後{元~O置{戻»

体動²üÁõ±¿ø²P減w}»2撮像時{体動

²検出y»�±~úóÂü¿üパû¹(Motion 

Navi)²印加w1基準値{対y»úóÂü¿ü¸

Ãü~値|一定~閾値²超え»²~²除外y»

マ¹¿ (StillShot Mask)²作成y»機能²

Navigated StillShot1 ボ²内{設置さ¼�»ñ

ù 2Ā~映像{¹ボ²内~体動²検出w1一定~

閾値²超え»²~²除外y»マ¹¿(StillShot 

Mask)²作成y»機能² Visual StillShotx¸ぶ2

Visual StillShotx Navigated StillShotÿ»ñ

ù²用いzい体動検出処理Ā�併用|ÿ能wあ»2 

図 14. Visual Stillshot~概念図 

 

※1 液体øú¶ð²一W用いz{超ÿ^状態²

維持w}»2 

※2 緊急時²除く2一部µüó¹員|必要z場

\|あ»2 

※3 AI 技術~rxtwあ» Machine Learning

²用いv開~w�2^入後{自動的{装置~性

能û精度|変化y»こx�zい2 

※4 常温{¹極P温~超ÿ^Ã´û{ÿ流²^

入y»構造2 

※5 最終的{操作者|提示さ¼�¹ù´¹O置

²確認w，必要{応xv手動w調整y»2 

※6 自動¿úッôンÀ処理後~画像{対w，最

終的{操作者|表示画面上w結果²確認w，必要

{ 

応xv MIP¿¹¿²用いv手動¿úッôンÀ処理

²行う2 

※7 検査û処理²自動w行う²~w1診断²自動

w行う²~w�zい2操作者~確認|必要2 

※8 手動修lzww MIP ´ VR 処理ÿ能z割\2

検査状況{¸sv異z»2 

 

注 1ĀINNERVISION 2024 Vol.42 {¹引用 

 

ECHELON Smart ZeroHelium� ECHELON Smart~

新wい超ÿ^磁石²搭載w�ò÷û~呼称2 

 

販売]ĀMR´ñü¸ンÀ装置 ECHELON Smart 

認証番号Ā229ABBZX00028000 

販売]ĀMR´ñü¸ンÀ装置 ECHELON Synergy 

認証番号Ā305ABBZX00004000   

ECHELON Synergy1StillShot�富士õ´ûð~�

録商標2 

(a) 

(c) 

(b) 

(d) 
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